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Vynalez se tyké zasklivaci tabule, nesouci vrstveny povlak
obsahujici sekvenci zahrnujici alespoti sklenény podkladovy
material; zakladni antireflexni vrstvu; reflexni vrstvu
odrazejici infratervené zéfeni a vnéjsi antireflexni vrstvu.
Alespoti jedna z uvedenych antireflexnich vrstev obsahuje
alespori jednu vrstvu smésného oxidu, které zahrnuje oxid,
ktery je smési zinku a alespofi jednoho dalsiho prvku X,
pfi¢em? atomovy pom&r X/Zn v uvedené smési je roven nebo
v&tsi nez 0,12 a X predstavuje jeden nebo vice prvkil
vybranych ze skupiny zahrnujici prvky skupiny 2a, 3a, 5a, 4b,
5b, 6b periodické soustavy prvkii, napiiklad titan nebo hlinik.
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Zasklivaci tabule a zpisob jeji vyroby

Oblast techniky

Pfedmétny vynédlez se tykd zasklivacich tabuli a zejména,
avS8ak nejen, zasklivacich tabulfi pro regulaci prochédzejiciho
slunec¢niho zafeni, které jsou urdeny pro podstoupeni tepelné
Upravy po aplikaci filtru pro regulaci prichodu slune&niho

zad¥eni.

Dosavadni stav techniky

Ve zvefejnéné evropské patentové prihlafce &islo
EP 233003A byla popséna zasklivaci tabule nesouct opticky
filtr naneseny pokovovanim rozpraSovanim, ktery mé& nésledujici
strukturu: sklené&ny podkladovy materidl/zakladni vrstva
dielektrika tvo¥ena SnO;/prvni kovova bariéra zahrnujici Al,
Ti, Zn, Zr nebo Ta/Ag/druhid kovova bariéra zahrnujici Al, Ti,
Zn, Zr nebo Ta/vné&j8i vrstva dielektrika tvo¥eni SnO,. Uvedeny
opticky filtr je vytvo¥en s cilem blokovat podstatnou &ast
dopadajiciho zad¥eni v infradervené oblasti spektra a soudasné
umoZnit priichod podstatné &&sti zéfeni ve viditelné oblasti
spektra. Takto vytvofeny filtr slouZi pro sni%eni oh¥ivaciho
G¢inku dopadajiciho slunedniho za¥eni, pridemZ zaroveni
umoziiuje dobrou viditelnost skrz uvedenou zasklivacs tabuli a

takovato zasklivaci tabule je zv1idit vhodna pro vyrobu &elnich

skel automobilti.

Ve vySe uvedeném typu struktury slou¥i vrstva st¥ibra pro
odrédZeni dopadajiciho infraderveného za¥eni a aby mohla plnit

tuto roli, musi mit tato vrstva spiSe charakter kovového
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stfibra neZ oxidu st¥ibra a nesmi byt kontaminovéna
pfiléhajicimi vrstvami. Vrstvy uvedeného dielektrika, které
p¥iléhaji k uvedené vrstv& st¥ibra z obou stran, slou¥i pro
sniZeni odrazu zi¥eni ve viditelné oblasti spektra, ktery by
jinak vyvolédvala uvedend vrstva st¥ibra. Druhd kovova bariéra
slouzZi pro zabra&néni oxidace vrstvy st¥ibra b&hem vytva¥eni
vnéjEi vrstvy dielektrika, kterou tvo¥i SnoO,, pficemz

k vytva¥eni této vrstvy dochdzi pokovovanim rozprafovanim

v oxidac¢ni atmosféf¥e; p¥i uvedeném procesu dochizi k alesponi
Castecné oxidaci uvedené kovové bariéry. Hlavnim dkolem prvni
kovové bariéry je zabrénit oxidaci vrstvy st¥ibra b&hem
tepelné Upravy uvedeného optického filtru, naneseného na
sklenéné tabuli (tj. bé&hem ohybani a/nebo temperovani této

-

sklenéné tabule), p¥icemZ ochranny Gdinek této vrstvy spodiva
v tom, Ze p¥i uvedenych tepelnych Gpravdch dochdzi spife

k oxidaci této vrstvy neZ k umoZné&ni prichodu kysliku a¥

k vrstvé stf¥ibra. Tato oxidace uvedené kovové vrstvy b&hem
tepelné Gpravy skla vyvoldvéd zvySeni hodnoty TL dané

zagklivaci tabule.

Ve zverejnéné evropské patentové p¥ihlaZce &islo
EP‘792847A byla popséna tepelné upravitelnd zasklivaci tabule
pro regulaci prichodu slunedniho za¥eni, kterid byla vytvorena
na stejném principu a mé€la ndsledujici strukturu: sklen&ny
podkladovy materidl/vrstva dielektrika tvo¥end ZnO/Zn bariéra/
Ag/Zn bariéra/vrstva dielektrika tvo¥end Zn0O/Zn bariéra/
Ag/Zn bariéra/vrstva dielektrika tvo¥end 7ZnO. Zinkové (Zn)
bariéry, které se nachédzeji pod kaZdou vrstvou st¥ibra jsou
urceny k tomu, aby doflo k jejich Uplné oxidaci b&hem tepelné
Upravy takovéto sklen&né tabule a slouZi pro ochranu vrstvy

stfibra p¥ed oxidaci. V dané oblasti techniky je rovn&s ZNnamo,
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Ze zvySeni selektivity daného optického filtru je mozZné
dosdhnout spife pomoci uvedené struktury obsahujici dvé,
vzdjemné oddé€lené vrstvy st¥ibra ne% pomoci struktury

obsahujici jedinou vrstvu st¥ibra.

Ve zverejné&né evropské patentové pt¥ihléaSce &islo
EP 275474A byla popsé&na tepelné upravitelnd sklen&nd tabule
pro regulaci prichodu slunedniho za¥eni, kterd m&la
nasledujici strukturu: sklené&ny podkladovy
materidl/dielektrikum tvo¥ené cini&itanem zine&natym/
Ti bariéra/Ag/Ti bariéra/ dielektrikum tvo¥ené cini&itanem
zinednatym. V tomto typu tepeln& upravitelné struktury se
obecné vyhodn& pouZivaji titanové (Ti) bariéry, a to diky
jejich vysoké afinité& ke kysliku a diky jejich pom&rn& snadné

oxidovatelnosti za vzniku oxidu titanu.

Podstata vynédlezu

Pokud z kontextu nevyplyva jinak, maji v ndsledujicim

textu jednotlivé zkratky, symboly a vzorce nasledujici vyznam:

soufadnice chromatidnosti m&¥end na

a* stupnici CIELab p¥i norm&lnim dopadu
z&Yeni

Ag st¥ibro

Al hlinik

Al,0, oxid hlinity

nitrid
AlIN
hlinity
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soufadnice chromati&nosti m&¥eni na

b* stupnici CIELab p¥i normi&lnim dopadu
za¥eni

Bi bismut

Cr chrom
procento propougténého svétla
prochazejiciho skrz vzorek, které se
1i81 od dopadajiciho paprsku rozptylem v

zdkal

pfednim sméru, stanovené podle standardu
ASTM D 1003-61 (ktery byl novelizovan v
roce 1988)

materidl odréZejici

infradervené zareni

materidl, jehoZ koeficient odrazu v
oblasti vlnovych délek od 780 nanometrt
do 50 mikrometrt je v&t3i ne? koeficient

odrazu sodnovépenatého skla

Nb niob
slitina nebo smé&s obsahujici nikl a
NiCr
chrom
slitina nebo sm&s obsahujici nikl a
NiTi '
titan
mnozstvi slunedniho za¥eni (viditelného
odraz nebo neviditelného) odraZeného od
RE
energie podkladového materidlu, vyjad¥ené jako
procento dopadajiciho slunedniho za¥eni
pomér mnoZstvi propoudté&ného viditelného
selektivita slunecniho z&¥eni ku slune&nimu faktoru,
tj. pom&r TL/TE
. oxid
8102

k¥emility
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nitrid

Si3Ny
k¥emidity
oxid
Sno, o
cinidity
Ta tantal
mnozstvi slunedniho z&¥eni (viditelného
propustnost |nebo neviditelného) prochézejici
TE
energie podkladovym materidlem, vyjéd¥ené jako
procento dopadajiciho sluned&niho zateni
Ti titan
propustnost |mnoZstvi viditelného z&¥eni prochizejici
TL viditelného |podkladovym materidlem, vyj&d¥ené jako
zareni procento dopadajiciho viditelného z&¥eni
Zn zinek
slitina nebo smés obsahujici zinek a
ZnAl ‘
hlinik
ZnAlOox smésny oxid obsahujici zinek a hlinik
Céstelné zoxidovand sm&s obsahujici
ZnAlOoy e
zinek a hlinik
oxid
Zn0
zinecnaty
slitina nebo smé&s obsahujici zinek a
ZnTi
titan
ZnTiOx smésny oxid obsahujici zinek a titan
Castelné zoxidovand sm&s obsahujici
ZnTiOy
zinek a titan
Zr zirkonium

Jednim aspektem p¥edmétného vyndlezu je zasklivaci tabule,

jejiZ definice je uvedena niZ%e v patentovém niroku 1.
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Vytvoreni alespoil jedné z uvedenych antireflexnich vrstev
zahrnujicich sm&s Zn a jednoho z uvedenych dalZich prvkua
zajidtuje vyhodnou kombinaci vlastnosti. Uvedend antireflexni
vrstva nesmi plnit pouze jeji zdkladni Glohu, kterd spo&iva
v zabré&né€ni prilisSného odrdZeni zi¥Yeni ve viditelné oblasti
svétla, ale nap¥iklad musi rovn&%¥ byt sluditelnd s ostatnimi
vrstvami obsaZenymi ve vrstveném povlaku podle p¥edm&tného
vynadlezu, musi byt mechanicky a chemicky odolnid a vhodna pro

vyrobu v prumyslovém mé&¥itku.

Pro nan&Zeni jednotlivych vrstev povlaku podle p¥edm&tného
vyndlezu je moZné pouZit jakoukoli vhodnou metodu nebo
jakoukoli vhodnou kombinaci metod. Tak nap¥iklad je mo¥né
pouZit odpa¥ovéni (pomoci tepla nebo elektronového svazku),
kapalnou pyrolyzu, chemické vylufovani z plynné féze, vakuové
nandfeni a pokovovavéni rozpraSovénim, zejména magnetronové
pokovovavani rozpraSovanim, které se p¥i provadé&ni tohoto
vynédlezu pouZivad zvl1ast vyhodn&. Jednotlivé vrstvy vrstveného
povlaku podle p¥edmé&tného vyndlezu je moZné nandSet rlznymi

zplsoby.

Antireflexni vrstva podle predmé&tného vyndlezu miZe

poskytnout vyhodnou kombinaci:

- tepelné stability p¥i zah¥ivéni zasklivaci tabule podle
tohoto vynédlezu, nap¥iklad b&hem temperovani a/nebo
ohybani této tabule. Zde je t¥eba uvést, ¥e v porovnini se
srovnatelnymi strukturami, ve kterych se pouZivaji
napriklad antireflexni vrstvy zahrnujici oxid zine&naty

(Zn0) a oxid cinidity (Sn0;), je pomoci predm&tného
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vynadlezu moZné sniZit degradaci uvedené vrstvy odréZejici

infralervené z&f¥eni;

jednoduchosti a regulovatelnosti naniSenti vrstvy: ve
srovnani nap¥iklad s oxidem hlinitym (Al,0;) nebo oxidem
k¥emiditym (Si0;) je moZné antireflexni vrstvu podle
predmé€tného vyndlezu nandSet snadnéji a nanaSeni této
vrstvy je mozZné snadnéji regulovat. Adkoli oxid hlinity
(Al203) a oxid k¥emility (Si0.;) vykazuji dobry stupeti
tepelné stability, je obti¥né tyto slou®enin nanifet

pomoci bé€Znych metod pokovovdvanim rozpradovinim;

mechanické odolnosti: antireflexni vrstva podle
predmétného vyndlezu mi¥e byt pou¥ita bez Skodlivého vlivu
na mechanickou odolnost vrstveného povlaku podle tohoto
vynédlezu. Konkrétn& se mife tato vrstva chovat dobte p¥i
testech pfilnavosti, které se provad&ji p¥i pouziti
zasklivaci desky podle tohoto vyndlezu v laminované

struktufe;

sluCitelnosti se st¥ibrem (Ag): krystalizace uvedené
stribrné vrstvy méd vliv na optické vlastnosti této vVrstvy.
Vrstva tvorend &istym oxidem zinednatym (ZnO), ktera
priléhad k uvedené st¥ibrné vrstvé, miZe byt

p¥idinou nadm&rné krystalizace st¥ibra a problémd
spojenych se zakalenim daného povlaku, a to zejména pokud
je uvedeny povlak podroben tepelné tlprav&. AvSak pokud
antireflexni vrstva neni sloZena z oxidu zinednatého
(Zn0) , miZe dojit k nedostate&né rekrystalizaci st¥ibrnych
vrstev, coZz vede k tomu, Z¥e Urovedl odrdfeni infraderveného

zd¥eni a tGrovenl elektrické vodivosti v daném vrstveném




povlaku je mendi neZ je optimdln& dosaZitelnd tdroveid.
Pfedmétny vyndlez miZe byt poufit pro podporu krystalizace
do stupné, ktery je dostatedny pro zaji¥t&ni dobré
odrazivosti infraderveného zéYeni p¥i soudasném vyloudeni
nadm&rného zakaleni zasklivaci tabule podle tohoto
vyndlezu. Zejména je moZné p¥edm&tny vynidlez pouzit pro
zajisténi p¥izniv&€jSiho stupn& krystalizace ve srovnani s
antireflexni vrstvou slofenou z oxidu titaniditého (Ti0,) .
Jednim z moZnych vysvétleni pro tuto skutednost mie byt,
Ze p¥itomnost prvku X ve struktu¥e oxidu zinednatého mi¥e
redukovat rust krystalickych zrn ve vrstv& vytvotené z
tohoto smésného oxidu, a to zejména ve sm&ru kolmém k
danému podkladovému materidlu. Tento jev mife vést k
vytvo¥eni méné krystalické, vice amorfni struktury, kterd
sniZuje miru difdze, ke které by jinak mohlo dochizet na

rozhranich jednotlivych krystalovych zrn;

doby trvani vyrobniho cyklu: vrstva oxidu, kterou tvo¥ri
smés zinku a alespoil jednoho dalfiho z uvedenych prvki,
zejména pokud uvedenym dal3im prvkem je titan (Ti), tantal
(Ta), zirkonium (Zr), niob (Nb), bismut (Bi), nebo smés
uvedenych kovl, md obecné& vy3gi index lomu ne¥
antireflexni vrstvy vytvorené naptiklad z oxidu
zinecdnatého (Zn0) a oxidu ciniditého (Sn0;) , pfidemZ tyto
oxidy se béZn& pouZivaji ve strukturdch podobnych
strukturdm podle tohoto vynédlezu. Vedle toho dochizi k
naneseni uvedené vrstvy oxidu rychleji ne% k naneseni
dosud znamych antireflexnich vrstev, jejich¥ indexy lomu
jsou pom&rné vysoké, jako je nap¥iklad vrstva zahrnujici

oxid titanidity (TiO,;). Dusledkem shora uvedenych
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skuteCnosti je moZnost zkrédceni doby trvéani vyrobniho

cyklu;

- dobré selektivity: vysoky index lomu mtiZe dile usnadiiovat
zlepSeni selektivity vrstveného povlaku podle tohoto
vynalezu, a to zejména pokud uvedenym daldim prvkem je
titan (Ti), tantal (Ta), zirkonium (Zr), niob (Nb), bismut

(Bi) nebo smé&s uvedenych kovtl.

Pouziti antireflexni vrstvy podle p¥edm&tného vynédlezu
jakoZto Casti vnéjsi antireflexni vrstvy, zejména pokud je
tato vrstva vystavena pusobeni atmosféry, miZe zajistit dobrou
chemickou a mechanickou odolnost. Krom& toho mi¥e toto pouZiti
zajistit dobrou slulitelnost s laminujici £61ii, jako je
napriklad PVB félie, v p¥ipad&, Ze mé& byt zasklivaci tabule
podle prfedm&€tného vyndlezu laminovéna, nap¥iklad za Glelem
vytvo¥eni p¥edniho skla automobilu nebo jiné laminované

zasklivaci tabule.

Uvedenych vyhodnych vlastnosti antireflexni vrstvy podle
pfedmétného vyndlezu neni mo¥né dosihnout, pokud atomovy pomér
X/Zn je men8i neZ dané minimum, nap¥iklad pokud prvek X je
v zinku (Zn) pf¥itomny pouze ve form& nedistoty nebo pokud
uvedeny atomovy pom&r X/zZn neni dostate&n& velky. Uvedeny
atomovy pomér X/Zn miZe byt men3i ne% p¥ibli¥n& 10; p¥ipadn&
miZe byt tento pomér roven nebo mendi ne? p¥ibli¥n& 5 nebo
p¥ibliZné 4 nebo p¥ibliZn& 3. Tento pom&r mie zajistit takovy
obsah zinku (Zn) v uvedené podkladové barié¥e, ktery je

dostatedny pro zajidt&ni vyhodnych vlastnosti této

antireflexni vrstvy.
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Materialem pro odraZeni infralerveného z&¥eni podle
predmétného vyndlezu mi¥e byt st¥ibro nebo slitina st¥ibra,
jako je nap¥iklad slitina st¥ibra obsahujici jako dal¥i prvek
jeden nebo vice prvkt vybranych ze skupiny zahrnujici
palladium (Pd), zlato (Au) a mé&d (Cu). Takovyto dodatedny
prvek miZe byt v uvedené slitin& st¥ibra p¥itomen v atomovém
poméru od 0,3 procenta do 10 procent, vyhodn& od 0,3 procenta
do 5 procent a vyhodn&ji, zejména pokud uvedenym daliim prvkem
je palladium (Pd), od 0,3 procenta do 2 procent, vzta¥eno na

celkové mnoZstvi st¥ibra a daldiho kovu.

Jedna nebo vice z uvedenych antireflexnich vrstev miZe
zahrnovat oxid, nitrid, karbid nebo jejich sm&s. Antireflexni
vrstva podle predm&tného vyndlezu miZe zahrnovat nap¥iklad:

- oxid jednoho nebo vice prvkd vybranych ze skupiny
zahrnujici zinek (Zn), titan (Ti), cin (Sn), k¥emik (si),
hlinik (Al), tantal (Ta) nebo zirkonium (Zr); oxid zinku
obsahujici hlinik (Al), galium (Ga), k¥emik (Si) nebo cin

(Sn) nebo oxid india obsahujici cin (Sn);

- nitrid jednoho nebo vice prvkd vybranych ze skupiny
zahrnujici k¥emik (Si), hlinik (Al) a bor (B) nebo smés
(véetné smésného nitridu) nitridu zirkonia (Zr) nebo

titanu (Ti) s jednim z vySe uvedenych nitridy;

- smésnou sloufeninu, jako je nap¥iklad SiOxCy, Si0OxNy,

SiAlxNy nebo SiAlxOyNz.

Antireflexni vrstva podle p¥edm&tného vynidlezu mtZe byt
tvofena jedinou vrstvou nebo miZe obsahovat dv& nebo vice

vrstev, které se od sebe 1i¥i svym sloZenim. Zv1&3t vyhodn& se
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pouZivad oxid zinku, vyhodn& oxid zinednaty obsahujici alespoii
jeden z prvkl vybranych ze skupiny zahrnujici cin (Sn), chrom
(Cr), k¥emik (Si), bor (B), ho¥&ik (Mg), indium (In), galium
(Ga) a vyhodn€ hlinik (Al) a/nebo titan (Ti), protoZe pouziti
takovychto materidlll usnadiiuje vytvo¥eni stabilni p¥ilehlé

vrstvy s vysokou krystalinitou, kterd odréd?i infralervené

za¥eni.

Jak je déle definovano v patentovém naroku &islo 2,
vyhodnou kombinaci vlastnosti, kterou je moZné ziskat pomoci
antireflexni vrstvy podle p¥fedm&tného vyndlezu, je moZné
vyuZit ve vrstveném povlaku, ktery obsahuje dv&, nebo vice

vzdjemné oddélenych vrstev odrd¥ejicich infradervené zireni.

Nékolik vzédjemné oddé€lenych vrstev odrdZejicich
infradervené za¥eni miZfe byt pouZito pro vytvo¥eni zasklivaci

tabule, jejiZ selektivita je v&t3i ne¥ 1,5 nebo 1,7.

Zvl&st vyhodnych vlastnosti je mo¥né podle predm&tného
vyndlezu dos&hnout, pokud uvedeny daldi prvek X je vybrany ze
skupiny zahrnujici v podstaté& &isty titan (Ti), sm&s titanu a
jednoho nebo vice dal8ich prvkl vybranych z vySe uvedené
skupiny prvkd, jako je nap¥iklad sm&s titanu (Ti) a hliniku
(Al), v podstaté& &isty hlinik (Al), sm&s hliniku a jednoho
nebo vice dalfich prvkd vybranych z vySe uvedené skupiny

prvkl.

JiZ zmin&n& kombinace vlastnosti, které je mo¥né dosahnout
pomoci predmétného vyndlezu, je zvlast vyhodnd z hlediska
tepelné upravitelnych a tepelné& upravenych zasklivacich

tabuli. Nicmén& p¥edmétny vyndlez je mo¥né vyu¥it i




12 Sl

v souvislosti se zasklivacimi tabulemi, které nejsou nijak
tepelné upravovany. Pojmem ,tepeln& upravitelnd zasklivaci
tabule” se v tomto textu rozumi, Ze dan& zasklivaci tabule, na
které je nanesen vrstveny povlak, je upravena tak, aby mohla
byt podrobena ohybédni a/nebo tepelnému temperovini a/nebo
tepelnému vytvrzovéni a/nebo jinému procesu tepelné tpravy,
aniZz by zakaleni takto upravené zasklivaci tabule p¥esdhlo
hodnotu 0,5, vyhodné aniZ by zakaleni takto upravené
zasklivaci tabule p¥esdhlo hodnotu 0,3. Pojmem ,v podstaté&
nezakaleny tepelné upraveny zasklivaci panel” se v tomto textu
rozumi zasklivaci tabule, na které je nanesen vrstveny povlak,
kterd byla po naneseni uvedeného vrstveného povlaku podrobena
ohybadni a/nebo tepelnému temperovédni a/nebo tepelnému
vytvrzovani a/nebo jinému procesu tepelné dpravy, prifem¥
zakaleni takto upravené zasklivaci tabule nep¥esahuje hodnotu
0,5, vyhodné zakaleni takto upravené zasklivaci tabule
nepresahuje hodnotu 0,3. Takovéto procesy tepelné tpravy mohou
zahrnovat zah¥ivani zasklivaci tabule, na které je nanesen
vrstveny povlak, nebo vystaveni takovéto tabule teplotam
vy&8im neZ p¥ibliZn&€ 560 °C, jako je nap¥iklad vystaveni
uvedené tabule teploté v rozmezi od 560 °C do 700 °C, v
normélni atmosféfe. DalSim takovymto procesem tepelné dpravy
miZe byt slinovdni keramického nebo smaltového materidlu,
uzavirdni dvojité zasklivaci jednotky ve vakuu a 2ihani
nizkoreflexni vrstvy nebo antioslfiujici vrstvy nandSené mokrou
cestou. Uvedeny proces tepelné dpravy, zejména pak pokud se
jednd o ohybani a/nebo tepelné temperovini a/nebo tepelné
vytvrzovani, miZe probihat p¥i teploté& alespoil 600 °C po dobu
alespoili 10 minut, 12 minut nebo 15 minut, p¥i teplot& alespoil

620 °C po dobu alespori 10 minut, 12 minut nebo 15 minut, nebo
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p¥i teploté& alespoil 640 °C po dobu alesponl 10 minut, 12 minut

nebo 15 minut.

Upravou tloudtky vrstvy tvorené smésnym oxidem podle
predmétného vyndlezu tak, aby tato tlouftka byla alespoi 50 A
Jje moZné zajistit kvantitu, kterd je dostatednid k tomu, aby se
tloudtka této vrstvy projevila uZitednym nebo pozoruhodnym
GC¢inkem. Geometrickd tloudtka vrstvy tvofené sm&snym oxidem
podle predm&tného vyndlezu miZe byt alespoil 80 A, 100 A,

120 A, 140 A nebo 160 A.

Vrstvu oxidu, ktery tvo¥i smé&s zinku (Zn) a alespoil
jednoho z vySe uvedenych dal¥ich prvkd, je mo¥né pouZit pro
proptj&eni vyhodnych vlastnosti jedné, vice nef jedné nebo
vyhodn€ vEem antireflexnim vrstvam, které jsou obsazeny ve
vrstveném povlaku podle tohoto vyndlezu. Pou¥iti uvedené smdsi
ve vS8ech antireflexnich vrstvach obsaZenych ve vrstveném
povlaku podle tohoto vyndlezu miZe usnadnit ¥izeni vyrobniho
procesu a objednédvéani a skladovéni nezbytnych surovin. Pokud
vrstvu oxidu, ktery tvori smés zinku (Zn) a alespoii jednoho z
vySe uvedenych dalfich prvkd, zahrnuje vice ne¥ jedna
antireflexni vrstva, mohou mit tyto vrstvy oxidud stejné nebo v

podstaté stejné sloZeni.

Zv1ast vyhodnou kombinaci shora diskutovanych vlastnosti
je moZné podle predm&tného vyndlezu ziskat, pokud atomovy
pomér X/Zn je v rozmezi od p¥ibli¥n& 0,12 do 1, vyhodné v
rozmezi od p¥ibliZn&€ 0,15 do 0,6 a jedtd vyhodn&ji v rozmezi

od p¥ibliZné& 0,2 do 0,5.
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Vrstva oxidu podle pfedmétného vyndlezu miZe byt vhodna
pro pouZiti, a vyhodné se pouZivd, v jedné nebo vice
antireflexnich vrstvédch spolu s vrstvou zahrnujici nitrid
hliniku nebo nitrid k¥emiku nebo sm&s t&chto slouenin. Timto
zpusobem je moZné dosdhnout zv1a3t dobré tepelné stability, a
to zejména p¥i pouZiti shora popsané kombinace v zakladni

a/nebo vn&jsi antireflexni vrstv&.

Jak je v dané oblasti techniky zndmo, uvedeny vrstveny
filtr miZe obsahovat jednu nebo vice bariérovych vrstev, které
leZi pod a/nebo nad uvedenou vrstvou odra¥ejici infradervené
zé¥eni. Pro vytvo¥eni bariérové vrstvy je moZné pouZit jeden
nebo vice materiédld vybranych ze skupiny zahrnujici titan
(Ti), zinek (Zn), tantal (Ta), chrom (Cr), ,nerezav&jici
ocel”, zirkonium (Zr), nikl (Ni), NiCr, ZnTi, NiTi a ZnAl.
Uvedené bariérové vrstvy je moZné nandSet naptiklad ve form&
vrstvy kovu nebo vrstvy suboxidu (tj. ve form& Sastedné&

zoxidované vrstvy). V alternativnim p¥ipad& je rovn&? mo¥né

pouZit nitridované bariérové vrstvy.

Jedna nebo vice takovychto bariérovych vrstev miZe
zahrnovat stejné materidly jako vySe popsand vrstva oxidu,
zejména pak jako vyEe popsand vrstva oxidu, kterd p¥iléha k
dané bariérové vrstvé. Tato skutednost mi¥e zjednodulit
manipulaci se surovinami a regulaci podminek skladovdni t&chto
surovin. Kromé toho v posledné jmenovaném p¥ipad&, tj. v
ptipadé vrstvy oxidu p¥iléhajici k bariérové vrstved zahrnujici
stejny materi&dl, maZe dojit ke zlepSeni ji% tak dobré
pfilnavosti uvedenych dvou vrstev a tim i k zaji%t&ni dobré

mechanické odolnosti vrstveného povlaku podle tohoto vynédlezu.
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Tepelnéd dprava miZe vyvolat zvySeni hodnoty TL zasklivaci
tabule podle tohoto vyndlezu. Takovéto zvySeni hodnoty TL mtZe
byt vyhodné p¥i zajiffovani dostatedné& vysoké hodnoty TL
zasklivaci tabule podle tohoto vyndlezu, kteri se pouziva pro
vyrobu Celnich skel automobill. Hodnota TL mtZe byt b&hem
tepelné Upravy zvyfena nap¥iklad o vice ne¥ p¥ibli¥né&

2,5 procenta, o vice neZ p¥ibliZn& 3 procenta, o vice ne%
p¥ibliZn& 5 procent, o vice ne¥ p¥ibli¥n& 8 procent nebo o

vice nez p¥ibliZn& 10 procent.

DalSim aspektem p¥edm&tného vyndlezu je zplsob vyroby
zasklivaci tabule, jejiZ vlastnosti jsou definovany niZe
uvedenym patentovym nérokem 15. Tento zplsob mi¥e byt pouZit
napriklad pro vyrobu tepeln& upravenych zasklivacich tabuli,
které jsou vhodné pro pouZiti nap¥iklad v architektu¥e, v
automobilovém primyslu, zejména pak pro vyrobu &elnich skel

automobila.

Struény popis obrézku na vykresech

Na obrazku 1 je znazorné&n prifez zasklivaci tabuli podle
predmétného vyndlezu p¥ed jejim ohnutim a tepelnou Upravou
(pro jednoduchost nejsou tloudtky uvedené zasklivaci tabule a
jednotlivych nanesenych vrstev zobrazeny v odpovidajicich

pomérech) .




Pfiklady provedeni vynilezu

P¥iklad 1

16

NiZe uvedené p¥iklady jsou popsdny s odkazem na obrazek 1.

Na obrazku 1 je zndzorn&n tepelné& upravitelny vrstveny povlak

obsahujici dvé st¥ibrné vrstvy, ktery je nanesen na sklen&ném

podkladovém materidlu, p¥iem? k jeho vytvoreni bylo pouZito

magnetronové pokovovadvani rozpraovanim a tento povlak mél

nédsledujici sekvendni strukturu:

Vztahova Geometricka Atomovy
znacka tloudtka pomér
Sklenény podklad 10 2 milimetry
Zdkladni vrstva
dielektrika zahrnujici: 11
ZnTiOx 12 280 A Ti/Zn = 0,25
Podkladova bariéra
. 14 15 A Ti/Zn = 2,5
ZnTioy
Ag 15 100 A
Vrchni bariéra Ti 16 20 A
St¥edni vrstva
dielektrika zahrnujici:
ZnTiOx 17 680 A Ti/Zn = 0,25
Podkladové bariéra .
18 10 A Ti/Zn = 0,25

ZnTiOy
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Ag 19 100 A

Vrchni bariéra Ti 20 20 A

Vnéjsi vrstva
dielektrika zahrnujici: 21

ZnTiox 22 240 A Ti/Zn = 0,25

Pri¢emZ ZnTiOx je sm&sny oxid obsahujici zinek (Zn) a
titan (Ti), ktery byl v tomto p¥ipad® nanesen reaktivnim
pokovovavanim rozpraSovadnim, p¥i kterém se jako surovina
pouZivala slitina nebo sm&s zinku (Zn) a titanu (Ti), v
pfitomnosti kysliku. Podobn& byly ZnTiOy bariéry naneseny
pokovovavanim rozpraSovanim, p¥i kterém se jako surovina
pouzivala slitina nebo sm&s zinku (Zn) a titanu (Ti), v
kyslikové atmosféfe obohacené argonem za G&elem naneseni

bariérové vrstvy, kterd neni zcela zoxidovana.

V alternativnim p¥ipadé€ bylo moZné vytvo¥it wvrstvu
sm€sného oxidu pokovovévénim rozpraSovénim, p¥i kterém se jako
surovina pouzivala sm&€s oxidu zinednatého a oxidu prvku X,
zejména v argonové atmosfé¥e nebo v kyslikové atmosfé¥e

obohacené argonem.

Oxida&ni stav ve vSech uvedenych (tj. v zékladni, st¥edni
a vnéjgi) vrstvach dielektrika zahrnujicich ZnTiOx nemusel byt
nezbytné stejny. Podobné& oxidadni stav ve vSech uvedenych
bariérovych vrstvach zahrnujicich ZnTiOy nemusel byt stejny.
Stejné tak nemusel byt pom&r Ti/Zn stejny ve viech uvedenych
vrstvéach; tak nap¥iklad uvedené bariérové vrstvy mohly

obsahovat jiny pom&r Ti/Zn ne% uvedené antireflexni
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dielektrické vrstvy a tyto antireflexni dielektrické vVrstvy se

mohly od sebe vzadjemné 1liSit hodnotou pom&ru Ti/Zn.

Ka%dad z uvedenych vrchnich bariérovych vrstev chrénila

odpovidajici vrstvu st¥ibra, kterou p¥ekryvala, pred oxidaci

b&hem nandSeni vrstvy ZnTiOx, kterd p¥ekryvala tuto bariérovou

vrstvu, prifemZ k nandfeni uvedené oxidové vrstvy dochdzelo

pokovovavénim rozprafovanim.

I kdyZ k dalgi oxidaci té&chto

bariérovych vrstev mohlo dojit b&hem nandZeni vrstev oxidu,

které je p¥ekryvaly, &&st té&chto bariérovych vrstev si vyhodné&

zachovala formu oxidu, ktery nebyl zcela zoxidovan, takZe tato

vrstva mohla slouZit jako bariéra p¥i nédsledné tepelné Upravé&

dané sklené&né tabule.

Zasklivaci tabule podle tohoto p¥ikladu byla urdena

zejména pro zabudovani do laminovanych skel, kterd se

pouzivaji jako Celni skla automobilli, a vykazovala nésledujici

vlastnosti:

Vlastnost

Pred tepelnou

Gpravou®

Po tepelné tpravé&?

TL (iluminant A)

64 procent

77 procent

TE (systém Moon 2)

39 procent

40 procent

zdkal 0,1 0,28
-12 -3
a*
(na strané povlaku) (na vnéjgi strané)
+4 -8
b*

(na strané povlaku)

(na vnéj8i strang)

RE (systém Moon 2)

33 procent

(na strané povlaku)

34 procent

(na vnéjgi strang)
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M&¥eno pro monolitickou zasklivaci tabuli s nanesenym

M&feno po skonleni tepelné dpravy, ktera byla provadéna

10 minut pri teplot& 650 °C, p¥i&em¥ po uplynuti této doby

byla tabule postupné&

ohnuta,

temperovana a laminovana

sklenénou tabuli o tloustce 2 milimetry a &irou £f61ii PVB

o tloudtce 0,76 milimetru.

Tepelna Uprava ve vyhodném provedeni zplisobila v podstaté

Gplnou oxidaci v8ech bariérovych vrstev, tak3e vrstveny povlak

po tepelné Gpravé m&l ndsledujici strukturu:

Vztahova Geometricka Atomovy
znalka tloudtka pomé&r

Sklenény podklad 10 2 milimetry
Zékladni vrstva
dielektrika zahrnujici: 11
ZnTiOx 12 280 A Ti/Zn = 0,25
ZnTiOx (zoxidovana 14 22 - 28 & Ti/Zn = 2,5
podkladovad bariéra)
Ag 15 100 A
Ti0x 16 30 - 40 A
St¥edni vrstva
dielektrika zahrnujici:

ZnTiox 17 680 A Ti/Zn = 0,25
ZnTiOx (zoxidovana .

18 15 - 20 A Ti/Zn = 2,5

podkladovad bariéra)




20

*®

(X R X J
LA XN R

Ag 19 100 A
TiOxX (zoxidovand vrchni

20 30 - 40 A
bariéra)
Vnéjsi vrstva
dielektrika zahrnujici: 21
ZnTi0x 22 240 A

Ti/Zn = 0,25

Uvedené vrchni vrstvy TiOx mohly byt Sastedn& nebo zcela

zoxidovany na oxid titanidity (TiO,;), prifem¥ stupeti oxidace

zavisel na podminkdch tepelné Upravy, kterym byla uvedeni

zasklivaci tabule vystavena.

Priklad 2

Pfiklad 2 je podobny pfikladu 1 s tim, ¥e pro vytvoreni

antireflexnich vrstev byl pouZit ZnAlOx. Vrstveny povlak

naneseny na sklenéné tabuli m&€l v tomto p¥ipad& nédsledujici

strukturu a vlastnosti:

Vztahova Geometricka Atomovy
znadka tloustka pomé&r
Sklenény podklad 10 2 milimetry
Zadkladni vrstva
dielektrika zahrnujici: 11
ZnAlox 12 315 A Al/Zn = 0,4

Podkladovd bariéra Ti 14 10 A
Ag 15 100 A
Vrchni bariéra Ti 16 20 A
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St¥edni vrstva

dielektrika zahrnujici:

ZnAlOox 17 760 A Al/Zn = 0,4
Podkladova bariéra Ti 18 8 A
Ag 19 100 A
Vrchni bariéra Ti 20 20 A
Vnéjgi vrstva
dielektrika zahrnujici: 21 270 A Al/Zn = 0,4
ZnAlox 22

PrifemZ ZnAlOx je smésny oxid obsahujici zinek (Zn) a

hlinik (Al), ktery byl v tomto pfipad& nanesen reaktivnim

pokovovavanim rozpraSovanim, p¥i kterém jako surovina slouZila

slitina nebo sm&€s zinku (Zn) a hliniku (Al), v p¥itomnosti

kysliku. Titanové (Ti) bariéry byly naneseny pokovovavanim

rozpradovénim, p¥i kterém jako surovina slouZil titan, ve v

podstaté inertni atmosfé¥e, kterd neobsahovala kyslik.

Alespon <&ast vrchnich bariérovych vrstev 16 a 20 byla

zoxidovéna bé&hem nandSeni vrstev oxidu, které je prekryvaly.

Nicmén& C&st téchto bariérovych vrstev si vyhodn& zachovala

kovovou formu nebo alespofi formu oxidu, ktery neni zcela

zoxidovan, takZe tato vrstva mohla slou¥it jako bariéra p¥i

nédsledné tepelné Uprav& dané sklen&né tabule.

Zasklivaci tabule podle tohoto p¥ikladu byla ur&eni

zejména pro zabudovadni do laminovanych skel, kterad se

pouZivaji jako &elni skla automobild, a vykazovala néasledujici

vliastnosti:
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Vlastnost

P¥ed tepelnou

tpravou®

Po tepelné lpravé?

TL (iluminant A)

61 procent

76 procent

TE (systém Moon 2)

36 procent

43 procent

zédkal 0,1 0,29
-17 -4
a*
(na strané povlaku) (na vnéjsi strang)
+6 -9
b*

(na strané povlaku)

(na vnéjEi stran&)

RE (systém Moon 2)

30 procent

(na strané povlaku)

32 procent

(na vnéjgi strang)

povlakem p¥ed jeji tepelnou Gpravou.

Méfeno pro monolitickou zasklivaci tabuli s nanesenym

M&feno po skonleni tepelné Upravy, kteréd byla provad&na

14 minut pr¥i teploté 625 °C, p¥ifemZ po uplynuti této doby

byla tabule postupné& ohnuta, temperovidna a laminovana

sklenénou tabuli o tlouStce 2 milimetry a &irou félii PVB

o tloustce 0,76 milimetru.

Tepelna dprava ve vyhodném provedeni zpUsobila v podstaté

Uplnou oxidaci v8ech bariérovych vrstev, tak3e vrstveny povlak

po tepelné Gpravé mé€l nédsledujici strukturu:
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Vztahova Geometricka Atomovy
znadlka tloustka pomér
Sklenény podklad 10 2 milimetry
Zakladni vrstva
dielektrika zahrnujici: 11
ZnAlOx 12 315 A Al/Zn = 0,4
TiOX (zoxidovana podkladové
14 15 - 20 A
bariéra)
Ag 15 100 A
TiOx (zoxidovand vrchni
16 30 - 40 A
bariéra)
St¥edni vrstva
dielektrika zahrnujici:
17 .
ZNnAlOox 760 A Al/Zn = 0,4
TiOX (zoxidovand podkladova .
18 12 - 15 A
bariéra)
Ag 19 100 A
TiOx (zoxidovani vrchni .
20 30 - 40 A
bariéra)
Vnéjgi vrstva
dielektrika zahrnujici: 21
ZnAlOx 22 270 A Al/Zn = 0,4

V alternativnim provedeni p#¥ikladu 2 mi¥%e zidkladni vrstva

dielektrika zahrnovat prvni vrstvu ZnAlOx, ve které je atomovy

pomér Al/Zn v rozmezi od 0,12 do 1, a vrchni vrstvu ZnAlOx, ve

které je atomovy pom&r Al/Zn men3i ne¥ v uvedené prvni vrstve,

nap¥iklad 0,1.




24 E

AniZz by doZlo k p¥ekroleni rozsahu predm&tného vynélezu,
je moZné nad, pod nebo mezi uvedeny vrstveny povlak vpravit

dal8i vrstvy.

Kromé jiZz zmin&nych vyhodnych optickych vlastnosti, které
je moZné pomoci tohoto vyndlezu ziskat, popisuje kazZzdy ze
shora uvedenych p¥ikladl vytvo¥eni nanesené vrstvy, kterou je
moZné elektricky oh¥ivat, nap¥iklad v elektricky vyh¥ivanych
oknech automobilt, k jejich¥ vyh¥ivani dochazi pomoci vhodné

umisténych elektrickych konektord za Gdelem zajiZt&ni

odmlZovaci a/nebo rozmrazovaci funkce.

Soufadnice chromatidnosti sklen&nych tabuli podle shora
uvedenych pZ¥ikladd jsou zv1a&t vhodné pro pouZiti p¥i vyrobd
C¢elnich skel automobilil, protoZe pokud je uvedené sklo
zamontovano do karosérie automobilu pod urditym thlem,
zajigtuji tyto soufadnice jeho neutrdlni nebo jemn& modry
vzhled p¥i odrazu dopadajiciho sv&tla. Pro jiné pouZiti, jako
napriklad v p¥ipadé pouZiti skla podle tohoto vyndlezu v
architektu¥e, je moZné barvu skla podle p¥edm&tného vynélezu
upravit zplsobem, ktery je v dané oblasti techniky Znamy a
ktery zahrnuje Upravu tloudtky dielektrickych vrstev a/nebo

vrstev st¥ibra.

Hodnota TL zasklivaci tabule podle p¥edm&tného vynélezu
miZe byt upravena tak, aby vyhovovala poZadovanému pouziti.

Tak nap¥iklad:

- pokud zasklivaci panel podle p¥edm&tného vynédlezu ma byt

pouZzit jako Celni sklo automobil® na evropském trhu, miZe
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byt hodnota TL zvolena tak, aby byla v&t3i ne¥ 75 procent
(jak to vyZaduji p¥edpisy Evropské unie) ;

pokud zasklivaci panel podle p¥edm&tného vynélezu mé& byt
pouZit jako &elni sklo automobiltl na trhu Spojenych stath
americkych, miZe byt hodnota TL zvolena tak, aby byla
veét&i neZ 70 procent (jak to vy¥aduji pfedpisy Spojenych

stadtl americkych);

pokud zasklivaci panel podle p¥edm&tného vynadlezu méd byt
pouZit jako p¥edni bodni sklo automobill, mdZe byt hodnota
TL zvolena tak, aby byla v&t3i neZ 70 procent (jak to

vyzaduji pF¥edpisy Evropské unie) ;

pokud zasklivaci panel podle predm&tného vynélezu md byt
pouZit jako zadni bo&ni sklo nebo zadni sklo automobild,
miZe byt hodnota TL zvolena tak, aby byla v rozmezi od

pribliZn& 30 procent do 70 procent.

VySe uvedené Upravy hodnoty TL je mo%né dosihnout

nap¥iklad:

Gpravou tloudtky vrstev obsaZenych ve vrstveném povlaku
podle tohoto vyndlezu, zejména dpravou tloudtky
dielektrickych vrstev a/nebo vrstev odréaZejicich

infradervené za¥eni;

kombinaci vrstveného povlaku podle tohoto vynédlezu s

pocinovanym sklenénym podkladovym materidlem;

kombinaci vrstveného povlaku podle tohoto vyndlezu s

pocinovanym PVB nebo jinymi laminadnimi materidly.
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PATENTOVE NAROKY

Zasklivaci tabule nesouci vrstveny povlak obsahujici
sekvenci zahrnujici alespotl
sklenény podkladovy materidl;
zékladni antireflexni vrstvu;
reflexni vrstvu odrdZejici infradervené za¥eni; a
vné€jsi antireflexni vrstvu
vyznadujici se tim, Ze alespoil jedna z uvedenych
antireflexnich vrstev obsahuje alespoil jednu vrstvu
smé&sného oxidu, kterd zahrnuje oxid, ktery je smési zinku
(Zn) a alespoil jednoho dal3iho prvku X, p¥idem? atomovy
pomér X/Zn v uvedené smési je roven nebo v&tZi ned 0,12 a
X predstavuje jeden nebo vice prvkua vybranych ze skupiny
zahrnujici prvky skupiny 2a, 3a, 5a, 4b, S5b, 6b

periodické soustavy prvkil.

Zasklivaci tabule podle ndroku 1 obsahujici sekvenci
zahrnujici alespon
sklenény podkladovy materidl;
zédkladni antireflexni vrstvu;
reflexni vrstvu odrédZejici infradervené zad¥eni;
st¥edni antireflexni vrstvu;
reflexni vrstvu odrdZejici infradervené za¥eni;
vnéjsi antireflexni vrstvu
vyznadujici se tim, Ze alespoil jedna =z uvedenych
antireflexnich vrstev obsahuje alespoii jednu vrstvu
smé€sného oxidu, kterd zahrnuje oxid, ktery je sm&si zinku
(Zn) a alespoil jednoho dalZiho prvku X, p¥idems atomovy
pom&r X/Zn v uvedené sm&si je roven nebo v&tEI ned 0,12 a

X predstavuje jeden nebo vice prvki vybranych ze skupiny
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zahrnujici prvky skupiny 2a, 3a, 5a, 4b, 5b, 6b

periodické soustavy prvki.

Zasklivaci tabule podle nédroku 1 nebo 2, vyznaujici
se tim, Ze prvkem X je jeden nebo vice prvkul vybranych ze

skupiny zahrnujici titan (Ti) a hlinik (al).

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nérokl 1 a¥ 3,
vyznadujici se tim, Ze uvedenou zasklivaci tabuli je
tepeln& upravitelnd nebo v podstat& nezakalend tepelnd

upravend zasklivaci tabule.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nérokd 1 a¥ 4,
vyznadujici se tim, Ze alespofl jedna z uvedenych vrstev
smé&€sného oxidu mé& geometrickou tloudtku rovnou nebo v&t:i

ne¥ 50 A.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nérokll 1 a¥% 5,
vyznadujici se tim, Ze jak uvedend zikladni antireflexni
vrstva, tak uvedend vn&jEi antireflexni vrstva obsahuje
alespoil jednu vrstvu smé&sného oxidu, kterd zahrnuje oxid,
ktery je sm&€si zinku (Zn) a alespoil jednoho dal&iho
prvku X, pricemZ atomovy pom&r X/Zn v uvedené smési je
roven nebo véts8i neZ 0,12 a X p¥edstavuje jeden nebo vice -
prvku vybranych ze skupiny zahrnujici prvky skupiny 2a,

3a, 5a, 4b, 5b, 6b periodické soustavy prvki.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nidrokt 2 a¥ 6,
vyznadujici se tim, Ze uvedend st¥edni antireflexni
vrstva obsahuje alespoll jednu vrstvu sm&sného oxidu,

kterd zahrnuje oxid, ktery je sm&si zinku (Zn) a alespori
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jednoho dal&iho prvku X, p¥idem? atomovy pomér X/Zn v
uvedené sm&si je roven nebo v&t3i ne¥ 0,12 a X
pfedstavuje jeden nebo vice prvka vybranych ze skupiny
zahrnujici prvky skupiny 2a, 3a, 5a, 4b, 5b, &b

periodické soustavy prvki.

Zagklivaci tabule podle kteréhokoli z nirokt 1 a¥ 7,
vyznadujici se tim, Ze atomovy pomér X/Zn v uvedené

vrstvé smésného oxidu je v rozmezi od 0,12 do 1.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z naroktl 1 a¥ 8,
vyznadujici se tim, Ze atomovy pom&r X/Zn v uvedené

vrstvé smé&sného oxidu je v rozmezi od 0,15 do 0,56.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nérokd 1 a¥ 9,
vyznadujici se tim, Ze atomovy pom&r X/Zn v uvedené

vrstvé smé€sného oxidu je v rozmezi od 0,2 do 0,5.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z narokl 1 a¥ 10,
vyznadujici se tim, Ze uvedend z&kladni antireflexni
vrstva obsahuje vrstvu p¥iléhajici k podkladovému
materidlu zahrnujici nitrid hliniku nebo nitrid k¥emiku
nebo smés téchto sloudenin a vrchni vrstvu zahrnujici

vrstvu sm&sného oxidu.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z narokd 1 a¥ 11,
vyznadujici se tim, Ze uvedend vrchni antireflexni vrstva
zahrnuje uvedeny sm&sny oxid a vrchni vrstvu zahrnujici
nitrid hliniku nebo nitrid k¥emiku nebo sm&s t&chto

sloudenin.
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Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z nirokd 1 az 12,
vyznadujici se tim, Ze uvedenou zasklivaci tabuli je
tepelné upravitelnd nebo v podstat& nezakaleni tepelné&
upravend zasklivaci tabule, p¥i&em? tepelnd dprava
uvedené tepelné& upravitelné zasklivaci tabule, provadd&ns
za UCelem vytvoYeni uvedené v podstat& nezakalené tepelnég
upravené zasklivaci tabule, vyvolava zvyseni hodnoty TL

uvedené zasklivaci tabule o alespodil 2,5 procenta.

Zasklivaci tabule podle kteréhokoli z naroki 1 a3 13,
vyznacdujici se tim, Ze uvedeny atomovy pomér X/Zn je

roven nebo mengi ne? 5.

Zpusob vyroby zasklivaci tabule, jejiz zdkal je mens3i
neZ pribliZné& 0,5, vyznalujici se tim, Ze zahrnuje stupeti
podrobeni zasklivaci tabule podle kteréhokoli z _
narokd 1 a% 14 procesu tepelné Upravy pf¥i teploté& alespoti

570 °cC.
Zastupuje

Dr. Milo& Vietedka
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